
























































专利名称(译) 成膜源、真空成膜装置、有机EL面板的制造方法

公开(公告)号 CN1741692A 公开(公告)日 2006-03-01

申请号 CN200510090814.X 申请日 2005-08-16

[标]申请(专利权)人(译) 日本东北先锋公司

申请(专利权)人(译) 日本东北先锋公司

当前申请(专利权)人(译) 日本东北先锋公司

[标]发明人 安彦浩志
增田大辅
梅津茂裕

发明人 安彦浩志
增田大辅
梅津茂裕

IPC分类号 H05B33/10

CPC分类号 C23C14/12 C23C14/243

代理人(译) 李辉

优先权 2004243298 2004-08-24 JP

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

一种真空成膜装置的成膜源(10)，具有：分别收容多种成膜材料的多个材
料收容部(11A、11B)；加热各材料收容部(11A、11B)内的成膜材料的加
热单元(12A、12B)；按每种成膜材料喷出成膜材料的原子流或分子流的
喷出口(13A、13B)；将材料收容部和喷出口气密连通的喷出通道
(141A、142A、143A、141B、142B、143B)，在一个方向上延伸设置喷
出同一成膜材料的单个或多个喷出口，将喷出口配置成使直线连接在该
一个方向上延伸设置的喷出口的外缘而形成的带状喷出区域(S1A、S1B)
在平面上至少一部分相互重合。由此，在进行成膜材料的混合时能容易
进行成分比率的调整，防止成膜区域的偏差。
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